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(54)【発明の名称】 エレクトロルミネッセント表示装置およびその製造方法

(57)【要約】
【課題】  本発明は、従来のＥＬ表示装置と比較して安
価であり、かつ透明電極のショートといった不具合の生
じないＥＬ表示装置を提供することを主目的とする。
【解決手段】  上記目的を達成するために、本発明は、
基体と、この基体表面上に形成された電極層と、この電
極層上に形成された発光層と、この発光層上にパターン
状に形成された透明電極と、この透明電極間に形成され
た樹脂製ＢＭとを有することを特徴とするＥＬ表示装置
を提供する。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】  基体と、この基体上に形成された電極層
と、この電極層上に形成された発光層と、この発光層上
にパターン状に形成された透明電極と、この透明電極間
に形成された樹脂製ブラックマトリックスとを有するこ
とを特徴とするエレクトロルミネセント表示装置。
【請求項２】  前記パターン状に形成された透明電極表
面上に、電着法により形成された着色部を有することを
特徴とする請求項１記載のエレクトロルミネッセント表
示装置。
【請求項３】  基体と、この基体上に形成された電極層
と、この電極層上に形成された発光層と、この発光層上
にパターン状に形成された透明電極と、前記パターン状
に形成された透明電極表面上に電着法により形成された
着色部とを有することを特徴とするエレクトロルミネセ
ント表示装置。
【請求項４】  前記発光層が、無機エレクトロルミネッ
セント層であることを特徴とする請求項1から請求項３
までのいずれかの請求項に記載のエレクトロルミネセン
ト表示装置。
【請求項５】  前記透明電極が、酸化インジウム錫（Ｉ
ＴＯ）電極であることを特徴とする請求項１から請求項
４までのいずれかの請求項に記載のエレクトロルミネセ
ント表示装置。
【請求項６】  前記発光層と前記透明電極との間、およ
び前記発光層と前記電極層との間の少なくとも一方に誘
電体層が設けられていることを特徴とする請求項１から
請求項５までのいずれかの請求項に記載のエレクトロル
ミネセント表示装置。
【請求項７】  基体と、前記基体上に形成された電極層
と、前記電極層上に形成された発光層とを有する中間形
成体を形成する中間形成体形成工程と、
前記中間形成体上に第1フォトマスクを用いたフォトリ
ソグラフィー法により、パターン状の透明電極を形成す
る透明電極形成工程と、
前記パターン状に形成された透明電極間に、第２フォト
マスクを用いたフォトリソグラフィー法により樹脂製ブ
ラックマトリックスを形成する樹脂製ブラックマトリッ
クス形成工程とを有することを特徴とするエレクトロル
ミネセント表示装置の製造方法。
【請求項８】  前記第1フォトマスクと前記第２フォト
マスクとが同一のフォトマスクであることを特徴とする
請求項７に記載のエレクトロルミネセント表示装置の製
造方法。
【請求項９】  前記パターン状に形成された透明電極表
面上に、電着法を用いて着色部を形成する着色部形成工
程を有することを特徴とする請求項７または請求項８に
記載のエレクトロルミネセント表示装置の製造方法。
【請求項１０】  前記発光層が、無機エレクトロルミネ
セント層であることを特徴とする請求項７から請求項９
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までのいずれかの請求項に記載のエレクトロルミネセン
ト表示装置の製造方法。
【請求項１１】  前記透明電極が酸化インジウム錫（Ｉ
ＴＯ）電極であることを特徴とする請求項７から請求項
１０までの請求項に記載のエレクトロルミネセント表示
装置の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】本発明は、各種情報産業機器
のディスプレイや発光素子等に好適に用いられるエレク
トロルミネッセント(以下、ＥＬと略称する。）表示装
置に関するものである。
【０００２】
【従来の技術】近年、大きな占有面積と大きな重量を有
するＣＲＴ（Cathode-Ray-Tube）ディスプレイに代わる
ディスプレイとして、フラットパネルディスプレイ（Ｆ
ＰＤ）が実用化されている。そして、ＦＰＤとしては、
例えば、液晶ディスプレイ（ＬＣＤ）が各種携帯型電子
機器やノート型パソコンやモニタのディスプレイとして
一般に広く普及しているとともに、プラズマディスプレ
イパネル（ＰＤＰ）等のＬＣＤ以外のＦＰＤも実用化さ
れている。
【０００３】そのようなＦＰＤの一つとして、ＥＬ表示
装置がある。このような、ＥＬ表示装置の発光層には、
白色光を発するものがあり、カラー表示装置とするため
には、通常カラーフィルタを用いて赤、緑、および青の
三原色に発光させる。また、ＥＬ表示装置の発光層が
赤、緑、および青の三原色を発光するものや、変換層を
用いることにより三原色を発光させるものもあるが、こ
のような場合であっても、適正な三原色を得るためにカ
ラーフィルタを用いる場合がある。
【０００４】図４は、このようなカラーフィルタを用い
たＥＬ表示装置の一例を示すものである。このＥＬ表示
装置は、基体１と、基体１表面上に形成された電極層２
と、電極層２表面上に形成された第1誘電体層３と、こ
の第1誘電体層３表面上に形成された発光層５と、発光
層５表面上に形成された第２誘電体層６と、この第２誘
電体層６表面上にパターン状に形成された透明電極７と
からなるＥＬ基板８、および透明基板９とこの透明基板
９上に形成されたブラックマトリックス（以下、ＢＭと
略称する。）１０と、このＢＭ１０の間に形成された着
色部１１とからなるカラーフィルタ１２を具備するもの
である。
【０００５】この例に示されるＥＬ表示装置は、ＥＬ基
板８とは別にカラーフィルタ１２を形成する必要がある
ことから、コスト面で大きな問題があった。すなわち、
カラーフィルタ１２の透明基板９は、金属製のＢＭ１０
を形成したり、着色部１１を例えばフォトリソグラフィ
ー法で形成したりする必要があるため、高温でも不具合
の生じない無ホウケイ素ガラス等の高価な透明材料を用
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3
いる必要があり、これがＥＬ表示装置のコストを押し上
げるからである。
【０００６】また、透明電極７のパターンは非常に精細
であり、かつパターン間にショートを防止する部材が形
成されていないことから、異物の混入や、湿度の上昇等
の原因により、ショートしてしまう可能性があった。
【０００７】さらに、このようなカラーフィルタにおい
て着色部を形成する際には、フォトリソグラフィー法に
よる場合が多く、この際にはフォトマスクが通常用いら
れる。しかしながら、ＥＬ表示装置に対する大型化の要
請もあることから、大型のフォトマスクを用いる必要が
生じ、この場合、用いるフォトマスクの価格が非常に高
価となり、結果的にＥＬ表示装置のコストを上昇させる
原因となっている。
【０００８】一方、ＥＬ表示装置における発光層は、現
状では所定の色味を発現させることが難しいことから、
カラーフィルタの着色部の膜厚をある程度変化させて対
応する必要がある。しかしながら、このようなカラーフ
ィルタの着色部は、上述したように通常フォトリソグラ
フィー法により形成されるものであるので、その膜厚を
大きく変化させることは困難であるという問題があっ
た。
【０００９】
【発明が解決しようとする課題】本発明は、上記問題点
に鑑みてなされたものであり、従来のＥＬ表示装置と比
較して安価であり、かつ透明電極のショートといった不
具合の生じないＥＬ表示装置を提供することを主目的と
するものである。
【００１０】
【課題を解決するための手段】上記目的を達成するため
に、本発明は、請求項１に記載するように、基体と、こ
の基体上に形成された電極層と、この電極層上に形成さ
れた発光層と、この発光層上にパターン状に形成された
透明電極と、この透明電極間に形成された樹脂製ＢＭと
を有することを特徴とするＥＬ表示装置を提供する。
【００１１】本発明のＥＬ表示装置は、透明電極間に樹
脂製ＢＭが形成されているため、これが絶縁部材となり
透明電極がショートすることを防止することができる。
また、ＥＬ側基板に遮光部（樹脂製ＢＭ）を形成するも
のであるので、対向する基板に遮光部を形成する必要性
が無くなる。したがって、対向する基板上に遮光部を形
成する場合に、その透明基板に要求される種々の要求特
性を有する必要が無くなることから、この透明基板の材
料における選択の幅が大幅に広がり、コストを下げるこ
とができる。
【００１２】上記請求項１に記載された発明において
は、請求項２に記載するように、上記パターン状に形成
された透明電極表面上に、電着法により形成された着色
部を有するＥＬ表示装置であってもよい。ＥＬ表示装置
に用いられる発光層は、着色部無しで正確な色味を発現
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させることが難しい場合がある。したがって、着色部を
形成する必要があるが、このように、透明電極表面上に
着色部を形成することにより、ＥＬ基板側に着色部およ
びＢＭを形成することになる。これにより対向基板側に
着色部およびＢＭを形成する必要性がなくなる。したが
って、上述したように透明基板に用いる材料の選択の幅
が大幅に広がるため、ＥＬ表示装置のコストを引き下げ
ることが可能である。また、本発明は透明電極上に電着
法により着色部を形成するものであるので、フォトマス
クを使用しない態様で着色部を形成することが可能とな
る。フォトマスクは、大型の表示装置が要求された場合
に高価なものであることから、本発明のＥＬ表示装置
は、低コストであるという利点を有する。
【００１３】本発明は、また請求項３に記載するよう
に、基体と、この基体上に形成された電極層と、この電
極層上に形成された発光層と、この発光層上にパターン
状に形成された透明電極と、上記パターン状に形成され
た透明電極表面上に電着法により形成された着色部とを
有することを特徴とするＥＬ表示装置を提供する。
【００１４】本発明においては、着色部が透明電極表面
上に電着法により形成されたものであるので、比較的厚
い膜厚の着色部であっても容易に形成することが可能で
ある。これは、特にＥＬ表示装置においては、その発光
層から発するの光が要求される波長を有する光と異なる
場合が多い。したがって、補正のために着色部の膜厚を
大きくとる必要性がある場合が多い。特にこのような場
合に、本発明のＥＬ表示装置の利点を活かすことができ
る。
【００１５】上記請求項1から請求項３までのいずれか
の請求項に記載された発明においては、請求項４に記載
されるように、上記発光層が、無機ＥＬ層であることが
好ましい。
【００１６】本発明の特徴としては、ＥＬ基板側にＢＭ
や着色部を形成するものである。したがって、形成に際
して洗浄工程等を経る必要性があり、このためにはある
程度の耐水性が要求される。無機ＥＬ材料は有機ＥＬ材
料と比較して耐水性に優れており、本発明はこのような
観点から、発光層には無機ＥＬ材料を用いた無機ＥＬ層
であることが好ましいのである。
【００１７】上記請求項１から請求項４までのいずれか
の請求項に記載された発明においては、請求項５に記載
するように、上記透明電極が酸化インジウム錫（以下、
ＩＴＯと略称する。）電極であることが好ましい。電極
パターンのエッチングが容易であり、かつ透明性も良好
だからである。
【００１８】また、上記請求項１から請求項５までのい
ずれかの請求項に記載された発明においては、請求項６
に記載するように、上記発光層と上記透明電極との間、
および上記発光層と上記電極層との間の少なくとも一方
に誘電体層が設けられていることが好ましい。このよう
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な誘電体層を形成することにより、素子の絶縁破壊を防
ぎ、発光層に１０６Ｖ／ｃｍ以上の高電圧を安定に印加
できからである。さらに、緻密な絶縁膜により、外部か
らの不純物および湿気の侵入を防止することができるか
らである。
【００１９】また、本発明は、請求項７に記載するよう
に、基体と、上記基体上に形成された電極層と、上記電
極層上に形成された発光層とを有する中間形成体を形成
する中間形成体形成工程と、上記中間形成体上に第1フ
ォトマスクを用いたフォトリソグラフィー法によりパタ
ーン状の透明電極を形成する透明電極形成工程と、上記
パターン状に形成された透明電極間に第２フォトマスク
を用いたフォトリソグラフィー法により樹脂製ＢＭを形
成する樹脂製ＢＭ形成工程とを有することを特徴とする
ＥＬ表示装置の製造方法を提供する。
【００２０】本発明の方法によれば、透明電極間に樹脂
製ＢＭを形成するものであるので、樹脂製ＢＭが絶縁層
として作用することから、透明電極間のショートを防止
することが可能である。
【００２１】上記請求項７に記載された発明において
は、請求項８に記載するように、上記第1フォトマスク
と上記第２フォトマスクとが同一のフォトマスクを用い
るようにしてもよい。一般的にＩＴＯのパターニングに
用いるフォトレジストは、ポジ型レジストを用い、樹脂
製ＢＭはネガ型レジストを用いるからである。このよう
に同一のフォトマスクを用いることにより、大型化した
場合にコスト面で問題となるフォトマスクを一枚で済ま
すことができ、コストダウンを行うことができる。
【００２２】上記請求項７または請求項８に記載された
発明においては、請求項９に記載するように、上記パタ
ーン状に形成された透明電極表面上に、電着法を用いて
着色部を形成する着色部形成工程を有することが好まし
い。
【００２３】本発明においては、このように電着法によ
り着色部を形成するものであるので、他のフォトリソグ
ラフィー法により着色部を形成する場合に必要なフォト
マスクを必要としない。したがって、特に大型化した場
合に高価であるフォトマスクを使用しないことからコス
ト面で有利であるという効果を奏する。
【００２４】また、電着法を用いて透明電極表面上に着
色部を形成するものであるので、比較的容易に着色部の
膜厚を制御することが可能である。特にＥＬ表示装置に
おいては、発光層から得られる光の波長が要求される波
長と異なる場合が多く、このような場合には着色部の膜
厚を大きくして色味の調整を行う必要が生じる場合があ
る。このような場合に特に本発明の製造方法を用いるこ
とにより、容易に着色部の膜厚を大きくとることが可能
であり、必要とされる光の波長とすることができる。
【００２５】上記請求項７から請求項９までのいずれか
の請求項に記載に記載された発明においては、請求項１

6
０に記載するように、上記発光層が、無機ＥＬ層である
ことが好ましい。本発明のＥＬ表示装置の製造方法にお
いては、上述したように、パターン状に形成された透明
電極およびこの透明電極間に形成された樹脂製ＢＭはフ
ォトリソグラフィ法により製造される。したがって、バ
リア性フィルム等で封止しない限り、発光層自体が例え
ば洗浄工程等において水等の溶剤と接触することにな
る。この場合、無機ＥＬ材料は有機ＥＬ材料と比較して
耐水性が良好であることから、本発明において好ましい
材料であるといえる。
【００２６】さらに、上記請求項７から請求項１０まで
のいずれかの請求項に記載さえた発明においては、請求
項１１に記載するように、上記透明電極がＩＴＯ電極で
あることが好ましい。上述したように、ＩＴＯは電極パ
ターンのエッチングが容易であり、かつ透明性も良好だ
からである。
【００２７】
【発明の実施の形態】以下、本発明について図面を参照
して詳細に説明する。なお、ここでは、まずＥＬ表示装
置について説明し、次いでその製造方法について説明す
る。
【００２８】Ａ．ＥＬ表示装置
まず、本発明のＥＬ表示装置について、図面を参照して
説明する。図１は本発明のＥＬ表示装置の一例を示すも
のである。本発明のＥＬ表示装置は、基体１と、この基
体１表面上に形成された電極層２と、この電極層２表面
上に形成された第１誘電体層３と、この第1誘電体層３
表面上に形成された発光層５と、この発光層５を上記第
１誘電体層と挟むように形成された第２誘電体層６と、
この第２誘電体層６表面上にパターン状に形成された透
明電極７と、このパターン状に形成された透明電極７間
に設けられた樹脂製ＢＭ２１と、上記パターン状に形成
された透明電極７表面上に形成された着色部１１と、こ
の着色部１１上に配置された透明基板２２とから概略構
成されるものである。
【００２９】１．第１実施態様
本発明の第1実施態様は、上記図1に示されるＥＬ表示装
置の中で、少なくとも、基体１と、この基体１上に形成
された電極層と、この電極層上に形成された発光層と、
この発光層上にパターン状に形成された透明電極と、こ
の透明電極間に形成された樹脂製ＢＭとを必須とするＥ
Ｌ表示装置である。特に、パターン状に形成された透明
電極７の間に樹脂製ＢＭが形成されているところに大き
な特徴を有するものである。
【００３０】なお、この実施態様においては、着色部を
必須の構成とするものではない。すなわち、本実施態様
において発光層は、発光層から発する光に対して補正が
必要である場合等において、必要に応じて形成される層
である。
【００３１】このように、第1実施態様においては、樹
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7
脂製ＢＭをＥＬ表示装置のＥＬ側基板に有するものであ
るので、対向する基板にＢＭを形成する必要がない。こ
れにより、対向する基板の材料の選択の幅が広がり、結
果的にＥＬ表示装置のコストを低減させることが可能と
なる。また、樹脂製ＢＭは、遮光性を発揮すると同時に
絶縁性をも有するものであるので、透明電極間のショー
トを低減させることが可能であり、不具合品の発生を大
幅に抑えることができる。以下、このような本発明のＥ
Ｌ表示装置における第1実施態様を構成する各要素につ
いて、詳細に説明する。
【００３２】（基体）本実施態様に用いられる基体１と
しては、ＥＬ表示装置を強度的に支持するものであれば
特に限定されるものではなく、例えば電極層２に必要な
強度があれば電極層２を兼ねるように形成されたもので
あってもよい。
【００３３】基体の材質としては、用途に応じて、例え
ばフレキシブルな材質であっても、硬質な材質であって
もよい。具体的に用いることができる材料としては、例
えば、ガラス、ポリエチレン、ポリプロピレン、ポリエ
チレンテレフタレート、ポリメチルメタクリレート、ポ
リメチルアクリレート、ポリエステル、ポリカーボネー
ト等を挙げることができる。
【００３４】なお、本実施態様においては、この基体側
から光を取り出すものではないことから特に基体材料が
透明である必要はない。
【００３５】また、基体の形状としては、枚葉状でも連
続状でもよく、具体的な形状としては、例えば、カード
状、フィルム状、ディスク状、チップ状等を挙げること
ができる。
【００３６】（電極層）本実施態様においては、図1の
例にも示されるように、上記基体１上に電極層２が形成
される。この電極層２は、上述したように必要な強度を
有するものである場合は、基体１と兼用されたものであ
ってもよい。
【００３７】この電極層は、例えば真空スパッタリン
グ、真空蒸着といった方法や、塗工液を塗布することに
より形成する方法等により形成され、その製造方法は特
に限定されるものではない。
【００３８】このような電極層に用いられる材料として
は、例えば、酸化インジウム錫（ＩＴＯ）、酸化インジ
ウム、金のような仕事関数の大きな金属、ポリアニリ
ン、ポリアセチレン、ポリアルキルチオフェン誘導体、
ポリシラン誘導体のような導電性高分子等、ＭｇＡｇ等
のマグネシウム合金、ＡｌＬｉ、ＡｌＣａ、ＡｌＭｇ等
のアルミニウム合金、Ｌｉ、Ｃａをはじめとするアルカ
リ金属類およびアルカリ土類金属類、それらアルカリ金
属類およびアルカリ土類金属類の合金のような仕事関数
の小さな金属等を挙げることができる。
【００３９】（発光層）また、本実施態様においては、
図1にも示すように、上記電極層２上に発光層５が形成
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される。この発光層として用いることができる材料とし
ては、ＥＬ材料であれば特に限定されるものではなく、
例えば低分子有機ＥＬ材料、高分子有機ＥＬ材料、さら
には無機ＥＬ材料を挙げることができる。また、これら
ＥＬ材料の発光の態様もあらゆる態様のものをも用いる
ことが可能であり、具体的には白色光に近い発光をする
もの、色変換層を通すことにより、赤、青、および緑と
なるように発光するもの、発光層自体が赤、青、および
緑の発光をするもの等のあらゆるＥＬ材料を用いること
ができる。
【００４０】しかしながら、本実施態様においては、そ
の特徴であるパターン化された透明電極および樹脂製Ｂ
Ｍが、通常フォトリソグラフィ法により形成されること
から、特にガスバリア性フィルム等で封止する等の前処
理を施さないかぎり、発光層は水と接触することにな
る。したがって、本実施態様においては、このような材
料の中でも、ある程度の耐水性を有する材料を用いるこ
とが好ましく、具体的には無機ＥＬ材料を用いることが
好ましい。
【００４１】このような無機ＥＬ材料としては、Ｚｎ
Ｓ：Ｍｎ系が一般的である。希土類発光中心を用いる
と、赤から青までの種々の発光色が得られる。母体材料
は、上記ＺｎＳの他には、ＣａＳやＳｒＳなどのアルカ
リ土類硫化物が利用でき、一方、発光中心は、主として
局在型に属するものであり、Ｍｎ以外には、Ｔｂ、Ｓ
ｍ、Ｔｍ、Ｅｕ、Ｃｅなどの希土類元素が用いられ、そ
れらの４ｆ殻内遷移あるいは４ｆ－５ｄ遷移に基づき、
種々の発光色が得られる。
【００４２】本実施態様においては、中でも輝度と色調
を考慮すると、赤色用としては、ＣａＳ：Ｅｕ、Ｚｎ
Ｓ：Ｓｍ，Ｆ、ＺｎＳ：Ｍｎ等が好適に用いられ、緑色
用としては、ＺｎＳ：Ｔｂ，Ｆ等が好適に用いられ、青
色用としては、ＣａＧａ

２
Ｓ
４
：Ｃｅ等が好適に用いら

れる。なお、カラーフィルタにより色補正が可能である
から、赤色用として、ＺｎＳ：Ｍｎ、青色用としてＳｒ
Ｓ：Ｃｅ等も当然使用することができる。
【００４３】（透明電極）本実施態様においては、図1
の例においても示されるように、発光層５上にパターン
状に形成された透明電極７が形成される。
【００４４】この透明電極７は、導電性を有し、透明で
あり、かつパターン状に形成することができるものであ
れば特に限定されるものではない。具体的には、ＩＴＯ
（酸化インジウム錫）、ＩＺＯ（酸化インジウム亜
鉛）、ＺｎＯ（酸化亜鉛）、ＣｄＳｎＯ

３
（酸化カドニ

ウム錫）等を挙げることができる。本実施態様において
は、シート抵抗値が低く、かつ透明性も良好である点か
らＩＴＯが好適に用いられる。
【００４５】この透明電極は、通常蒸着法等により薄膜
を形成し、これをフォトリソグラフィ法によりパターン
化することにより形成される。
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9
【００４６】このような透明電極の膜厚は、通常１００
０～３０００オングストロームの範囲内である。
【００４７】（樹脂製ＢＭ）本実施態様においては、例
えば図1に示すように、上記パターン状に形成された透
明電極７間に、樹脂製ＢＭ２１が形成される。この樹脂
製ＢＭは遮光性を有すると同時に絶縁性を有するもので
あることから、ＢＭとして作用すると同時に透明電極間
の絶縁層としても機能するものである。
【００４８】本実施態様に用いられる樹脂製ＢＭは、所
定の遮光性を有するものであれば特に限定されるもので
はないが、絶縁性の高いものが好適に用いられる。具体
的には、体積抵抗値が１０７～１０１３Ω・ｃｍの範囲
内、特に１０１０～１０１３Ω・ｃｍの範囲内のものが
好適に用いられる。
【００４９】このような樹脂製ＢＭに用いられる材料と
しては、通常樹脂バインダ中に遮光性の微粒子を分散さ
せたものが用いられる。この場合に用いることができる
樹脂バインダとしては、ポリイミド樹脂、アクリル樹
脂、エポキシ樹脂、ポリアクリルアミド、ポリビニルア
ルコール、ゼラチン、カゼイン、セルロース等の樹脂を
１種または２種以上混合したものや、感光性樹脂、さら
にはＯ／Ｗエマルジョン型の樹脂組成物、例えば、反応
性シリコーンをエマルジョン化したもの等を挙げること
ができる。
【００５０】また、このような樹脂バインダ中に分散さ
れる遮光性の微粒子としては、得られる樹脂製ＢＭに導
電性を与え無いものでれば特に制限さえるものではな
い。具体的には、通常顔料分散法レジストに用いられる
有機顔料の混合物、例えば赤、緑、青、黄、および紫を
調製し、４００～７００ｎｍの範囲内の透過率を低下さ
せたもの、あるいはＣｕ－Ｆｅ－Ｍｎ系顔料やＴｉ系顔
料を挙げることができ、中でも、有機顔料の混合物が好
ましい。
【００５１】このような樹脂製ＢＭの膜厚は、その遮光
性等により大幅に変化するものではあるが、通常１μｍ
～３μｍの範囲内である。
【００５２】２．第２実施態様
本発明のＥＬ表示装置における第２実施態様は、上記第
１実施態様で示されるＥＬ表示装置の透明電極表面上
に、電着法により形成された着色部を有する点にある。
本発明の実施態様は、図1中、透明電極７上に着色部１
１が形成されている点に示される。
【００５３】この実施態様は、上記第１実施態様にさら
に着色層を必須としたものであり、発光層からの光の補
正が必要であるＥＬ表示装置に特に好適に用いられる態
様である。
【００５４】本実施態様においては、このように着色部
は発光層が形成された基板上に設けられているので、通
常対向する基板に着色部を形成する場合に必要とされる
耐熱性等の要求特性を必要としない透明基板を用いるこ
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とができる。したがって、本実施態様のＥＬ表示装置に
用いられる透明基板は、透明であれば特にその材料に制
限はないことから、大幅なコストダウンを行うことがで
きる。
【００５５】また、本実施態様における着色部は電着法
により形成されたものであることから、着色部の膜厚の
変更は容易であり、かつ膜厚のかなり厚い着色部を形成
することも可能である。これは、発光層が発する光の波
長が要求される波長と異なる場合に、その調整を比較的
容易に行うことができるという利点に繋がり、特にしば
しば要求される波長と異なる波長で光を発するＥＬ表示
装置における発光層に対しては重要な利点であるといえ
る。
【００５６】このような電着法により得られる着色部に
用いられる材料としては、一般に有機材料（高分子材
料）からなり、その原形は電着塗装法としてよく知られ
ている材料が用いられる。
【００５７】電着塗装では、電気化学的な主電極との反
応によりカチオン電着とアニオン電着とがある。これ
は、電着材料がカチオンとして存在するか、アニオンと
して挙動するかにより分類できる。電着に用いられる有
機高分子物質としては、天然油脂系、合成油脂系、アル
キッド樹脂系、ポリエステル樹脂系、アクリル樹脂系、
エポキシ樹脂系等の種々の有機高分子を挙げることがで
きる。アニオン型では、古くからマレイン化油やポリブ
タジエン系樹脂が知られており、電着物質の硬化は、酸
化重合反応による。カチオン型は、エポキシ樹脂系が多
く、単独あるいは変性されて使用できる。その他に、メ
ラミン樹脂系、アクリル樹脂系等のいわゆるポリアミノ
樹脂系が多く用いられ、熱硬化や光硬化等により強固な
着色パターン層を形成できる。
【００５８】本発明では、微粉砕された顔料や染料を分
散させた分散媒をアニオン型またはカチオン型電着浴に
保持し、イオン性高分子材料と共に導電部に析出させ
る。
【００５９】本実施態様においては、上述したように着
色部の膜厚を大幅に変化させることが可能である点に大
きな特徴を有するものである。しかしながら、あまり着
色部の膜厚が厚すぎる場合は、画面の明るさが低下する
等の問題があることから、実際は、１μｍ～１０μｍの
範囲内で制御される。
【００６０】なお、第２実施態様の他の構成、具体的に
は、基体、電極層、発光層、透明電極、および樹脂製Ｂ
Ｍは、上記第１実施態様と同様であるので、ここでの説
明は省略する。
【００６１】３．第３実施態様
本発明のＥＬ表示装置における第３実施態様は、基体
と、この基体上に形成された電極層と、この電極層上に
形成された発光層と、この発光層上にパターン状に形成
された透明電極と、上記パターン状に形成された透明電
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11
極表面上に電着法により形成された着色部とを有するも
のである。具体的には、第２実施態様において、樹脂製
ＢＭが形成されていない態様であるといえる。
【００６２】ＥＬ表示装置によっては、コストダウン等
の要請からＢＭが形成されない場合がある。また、何ら
かの必要性から、ＢＭが対向する透明基板側に形成され
る場合もある。このような場合に本発明の第３実施態様
が用いられる。
【００６３】本実施態様の利点は、上述したようにＢＭ
が必要無い状態において、上述したように発光層からの
光の補正を容易に行える点にある。この点については、
上記第２実施態様における説明と同様であるので、ここ
での説明は省略する。
【００６４】また、本実施態様に用いられる部材、具体
的には、基体、電極層、発光層、透明電極、および着色
部についての説明は、上記第１実施態様および第２実施
態様と同様であるので、ここでの説明は省略する。
【００６５】４．その他の部材
本発明のＥＬ表示装置においては、上記第１実施態様か
ら第３実施態様で説明した必須の部材の他に、必要に応
じて形成されるいくつかの部材がある。ここでは、これ
らの部材について説明する。
【００６６】（誘電体層）本発明においては、上記電極
層と発光層との間、および上記発光層と透明電極層との
間に第１誘電体層および／または第２誘電体層を形成し
てもよい。このように誘電体層を形成することにより、
発光層からの光の発光効率を向上させることができるか
らである。
【００６７】このような誘電体層としては、正孔注入層
や電子注入層といったキャリア注入層や、正孔輸送層、
電子輸送層といったキャリア輸送層を挙げることができ
る。
【００６８】本発明において誘電体層として用いられる
材料としては、例えば、フェニルアミン系、スターバー
スト型アミン系、フタロシアニン系、酸化バナジウム、
酸化モリブデン、酸化ルテニウム、酸化アルミニウムな
どの酸化物、アモルファスカーボン、ポリアニリン、ポ
リチオフェンなどの誘導体等を挙げることができる。ま
た、アルミニウム、フッ化リチウム、ストロンチウム、
酸化マグネシウム、フッ化マグネシウム、フッ化ストロ
ンチウム、フッ化カルシウム、フッ化バリウム、酸化ア
ルミニウム、酸化ストロンチウム、カルシウム、ポリメ
チルメタクリレートポリスチレンスルホン酸ナトリウ
ム、リチウム、セシウム、フッ化セシウム等のようにア
ルカリ金属類、およびアルカリ金属類のハロゲン化物、
アルカリ金属の有機錯体等を挙げることができる。
【００６９】また、無機ＥＬ素子の場合は、大きく２つ
のグループに分類することができる。一つは、非晶質酸
化物あるいは窒化物（Ｙ

２
Ｏ
３
、Ａｌ

２
Ｏ
３
、Ｔａ

２
Ｏ

５
、ＳｉＯ

２
、Ｓｉ

３
Ｎ
４
）であり、他の一つは、強誘
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電体（ＢａＴｉＯ

３
、ＰｂＴｉＯ

３
など）である。第１

のグループは比較的絶縁破壊強度は高いが、誘電率は低
く、第２のグループはその反対である場合が多い。誘電
体層に必要な特性は、絶縁破壊電界強度（Ｅ

ＢＤ
）と誘

電率（ε
ｏ
ε
ｒ
）の積であり、これを性能指数と呼び、

絶縁膜選定の目安としている。本発明においては、上記
性能指数として１．２５～２０μＣ／ｃｍ２の範囲で誘
電体層材料を選定することが好ましい。
【００７０】（その他）本発明のＥＬ表示装置において
は、さらに最外層に配置される透明基板が設けられる。
この透明基板は、上述したように、着色部やＢＭが配置
される必要がないことから、透明性が確保されればその
材料に特に制限はない。具体的には、上述した基体と同
様の材料を挙げることができる。
【００７１】Ｂ．ＥＬ表示装置の製造方法
次に、本発明のＥＬ表示装置の製造方法について説明す
る。図２は、本発明のＥＬ表示装置の製造方法の一例を
示す工程図である。
【００７２】まず、図２（ａ）に示すように、基体１
と、この基体１表面上に形成された電極層２と、電極層
２表面上に形成された第１誘電体層３と、この第１誘電
体層３表面上に形成された発光層５と、上記第１誘電体
層３と共にこの発光層５を挟むように設けられた第２誘
電体層６とからなる中間形成体３１を形成する。これら
各構成の形成方法は、従来より行われている方法を用い
ることができ、それぞれの材料に応じて最適な方法が選
択されて用いられる。
【００７３】なお、上記各構成に用いられることができ
る材料については、上記ＥＬ表示装置の欄で説明したも
のと同様のものを用いることができるので、ここでの説
明は省略する。また、本発明のＥＬ表示装置の製造方法
においては、上記中間形成体３１の内、基体１、電極層
３、および発光層５が必須の層である。したがって、上
記第１誘電体層３および第２誘電体層６は、必要に応じ
て形成される層ということができる。
【００７４】次いで、この中間形成体３１上に透明電極
７を形成するための層を形成した後、透明電極用レジス
ト層３２をその表面上に形成する。そして、図２（ｂ）
で示されるように、フォトマスク３３を用いて上記透明
電極用レジスト層３２をパターン照射して、現像工程、
エッチング工程、剥離工程を経ることにより、図２
（ｃ）で示されるパターン状の透明電極７が形成され
る。
【００７５】そして、このパターン状の透明電極７上に
樹脂製ＢＭ２１を形成するための材料を全面にわたって
塗布し、これに対して、図２（ｂ）で用いたものと同じ
フォトマスク３３を用いて上記樹脂製ＢＭ２１をパター
ン照射して、現像工程、洗浄工程を経ることにより図２
（ｅ）に示されるように、透明電極７間に遮光性と絶縁
性との両方の作用を有する樹脂製ＢＭ２１が形成され
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る。
【００７６】ここで、樹脂製ＢＭ２１を形成する際に、
図２に示す例では、樹脂製ＢＭ２１にＵＶ硬化型樹脂等
の感放射線性の材料を用いた例を示すものであるが、樹
脂製ＢＭ形成用の塗料を全面に塗布した後、その上にレ
ジスト層を形成し、そしてフォトマスク３３を用いてパ
ターン照射を行い、現像、エッチング、剥離を行うこと
により樹脂製ＢＭ２１を得るようにしてもよい。
【００７７】この例では、透明電極７と樹脂製ＢＭ２１
とを同じフォトマスク３３を用いることにより形成する
ことができる。したがって、例えばＥＬ表示装置が大型
である場合等においては、このフォトマスクが高価とな
ることから、ＥＬ表示装置のコストダウンに繋がる製造
方法であるといえる。
【００７８】なお、このように透明電極と樹脂製ＢＭと
を同じフォトマスクを用いて製造する場合は、用いるレ
ジストはそれぞれ逆の性質を持ったレジストとする必要
がある。すなわち、透明電極を形成する際に用いるレジ
ストがポジ型レジストであれば、樹脂製ＢＭを形成する
際に用いるレジストはネガ型レジストということにな
る。
【００７９】上述した製造方法は、上記第１実施態様に
対応するものであり、また、上述した製造方法において
用いられる材料については、上記第１実施態様において
用いられるものと同様のものを用いることができる。
【００８０】次に、本発明のＥＬ表示装置の製造方法の
他の例を図３を用いて説明する。図３は、本発明のＥＬ
表示装置の製造方法の他の例を示すものである。上記図
２（ａ）から図２（ｃ）までで説明した方法と同様にし
て図３（ａ）に示すように、中間形成体３１上に透明電
極７をパターン状に形成する。次いで、樹脂製ＢＭの材
料を全面にわたって塗布し、透明電極７を形成する際に
用いたフォトマスクとは異なるフォトマスク３４を用い
て、露光を行う。
【００８１】このフォトマスク３４の開口部は、透明電
極７をパターン化する際に用いたフォトマスク３３の開
口部より幅広に形成されている。このようなフォトマス
ク３４を用いて露光した後、現像工程および洗浄工程を
行うことにより、図３（ｃ）に示すような樹脂製ＢＭ２
１が形成される。この樹脂製ＢＭ２１は、図３（ｃ）に
示すように、透明電極７間の幅より大きな幅を有するよ
うに形成される。
【００８２】この例に示される方法によれば、樹脂製Ｂ
Ｍ２１を透明電極７間の間隙より幅広に形成することが
できるので、着色部を通らずに光が外部に出ることを防
止することができ、例えば白抜け等の不具合の無いＥＬ
表示装置とすることができる。
【００８３】次に、発光層により発光された光に対する
色補正が必要である場合に設けられる着色部の形成方法
について説明する。本発明における着色部は、上述した
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図２（ｅ）および図３（ｃ）に示す状態から、透明電極
７上に電着法により形成されるものである。
【００８４】この電着法による着色部の形成方法につい
て、図５および図６を用いて説明する。図５は、透明電
極７の端部を示す平面図であり、この透明電極７は、赤
色層電着用透明電極７１、緑色層電着用透明電極７２、
および青色層電着用透明電極７３から構成される。ここ
で赤色層電着用透明電極７１が最も長く形成されてお
り、赤色層電着用透明電極７１、緑色層電着用透明電極
７２、青色層電着用透明電極７３の順で、端部が徐々に
短くなるように形成されている。
【００８５】このような透明電極端部に、これら各電着
用透明電極７１、７２、７３と直交するように陽極８を
クリップする。この際、上記陽極８が赤色層電着用透明
電極７１とは接触するが、他の電着用透明電極７２、７
３とは接触しないように、陽極８はクリップされる。こ
の状態で白金電極を陰極として、赤色分散媒中に両電極
を浸漬し、定電流を通電して電着レジストおよび顔料を
電気泳動電着させる。
【００８６】その後、一旦基材を取り出し、水洗してか
ら乾燥を行なうことにより、赤色層のパターンを赤色層
電着用透明電極７１上に形成する。
【００８７】次に、図６に示すように、緑色層電着用透
明電極７２には接触するが、青色層電着用透明電極７３
には接触しないように、陽極８をクリップする。そし
て、赤色層の場合と同様に、緑色分散媒中で電着を行
い、緑色層を形成する。なお、赤色層電着用透明電極７
１は既に赤色層が電着され絶縁物となっている。したが
って、この状態で緑色分散媒中で電着を行なっても、緑
色層電着用透明電極７２上のみに電着される。
【００８８】さらに、同様にして陽極８のクリップの位
置をずらして、青色分散媒中で電着を行い、青色層の形
成を行なうことにより、赤、緑、および青の各色の着色
層を形成することができるのである。
【００８９】上述したような電着法で着色部を形成する
際には、電着の時間を制御することにより、着色部の膜
厚を自在に変化させることが可能である。したがって、
どの程度の色補正が必要かにより膜厚を変化させた着色
部を有するＥＬ表示装置を簡便に製造することができ
る。
【００９０】このようにして、透明電極７上に着色部１
１を形成することにより、上述した第２実施態様に示さ
れるＥＬ表示装置を製造することができる（図２（ｆ）
および図３（ｄ）参照）。
【００９１】そして、必要に応じてこの上に図１に示す
ような透明基板２２が接着されて、最終的なＥＬ表示装
置が製造される。
【００９２】本発明のＥＬ表示装置の製造方法において
は、着色部を形成する際に、フォトマスクを用いること
が無いので、従来の顔料分散法等による場合と比較し



(9) 特開２００２－３５９０８３

10

20

30

40

50

15
て、大幅にコストダウンを図ることができる。
【００９３】なお、本発明は、上記実施形態に限定され
るものではない。上記実施形態は例示であり、本発明の
特許請求の範囲に記載された技術的思想と実質的に同一
な構成を有し、同様な作用効果を奏するものは、いかな
るものであっても本発明の技術的範囲に包含される。
【００９４】
【実施例】以下に実施例を示し、本発明をさらに説明す
る。
【００９５】（実施例）ＩＴＯ膜を全面に形成し、この
ＩＴＯ膜上の全面にわたりポジ型レジストを塗布し、露
光・現像・エッチング・剥離の各工程を経て、図２
（ｃ）に示すような膜厚２０００オングストロームのＩ
ＴＯ膜（透明電極）がパターン状に中間形成体上に形成
された素子を形成した。
【００９６】ここで、基体、電極、第１誘電体層、発光
層、および第２誘電体層としては、以下の材料を用い
た。
・基体：Corning 1737ガラス、板厚０．７ｍｍｔ、３６
０×４６５ｍｍ
・電極：Ａｌ電極を蒸着により厚さ１０００オングスト
ロームで形成したもの・第１誘電体層：ＳｉＯ

２
を蒸着

により厚さ０．５μｍで形成したもの
・発光層：シャドーマスクを介して、ＣａＳ：Ｅｕ、Ｚ
ｎＳ：Ｔｂ、ＣａＧａ

２
Ｓ
４
：Ｃｅを蒸着により厚さ

０．４μｍで形成したもの
・第２誘電体層：ＳｉＯ

２
を蒸着により厚さ０．５μｍ

で形成したもの
このような素子のＩＴＯ膜上の全面にわたり、下記の材
料からなる樹脂製ＢＭ形成用塗料をスピンコータにて厚
さ１．０μｍに塗布した。
・新日鉄化学社製、V-259-BKO（体積抵抗：１０１１～
１０１２Ω・ｃｍ）
次いで、ＩＴＯ膜のパターン化に用いたフォトマスクを
用いて、パターン露光を行い、現像および洗浄すること
により、透明電極間に樹脂製ＢＭを形成した（図２
（ｅ）参照）。
【００９７】そして、電着法を用い、以下のようにして
上記透明電極上に着色部を形成した。すなわち、アニオ
ン型電着フォトレジスト（日本石油化学社製：オリゴー
ED)を残留固体分１３．５重量％となるように純水で希
釈したものに着色顔料を１～５重量％の割合で添加して
電着液を調製した。
【００９８】着色顔料は、赤色（ナフトールレッド）、
緑色（フタロシアニングリーン）、および青色（銅フタ
ロシアニンブルー）の３色を使用し、それぞれ上記電着
フォトレジストと混合してからボールミルを用いて分散
させることにより、赤色分散媒R、緑色分散媒G、および
青色分散媒Bをそれぞれ調製した。
【００９９】ここで使用した「オリゴーED」（日本石油
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化学社製）は、変性アクリレート、プロピレングリコー
ルモノアクリレート等からなる固形分を１４．４重量％
の割合で含有すると共に、水及びアルコールからなる揮
発分を８５．６重量％の割合で含有したものである。さ
らに、増感剤、助剤として、α－アミノアセトフェノン
系増感剤が添加されている。
【０１００】所定の電極構成を有する赤色層電着用電極
を選択してクリップし、陽極とし、白金電極を陰極とし
て電極間隔２．５ｃｍで上記赤色分散媒R中に両電極を
浸漬し、１０ｍＡの定電流を60秒間通電して電着レジス
トおよび顔料を電気泳動電着した。その後、一旦基板を
取り出し、水洗してから温度８０℃で５分間乾燥を行っ
て、赤色パターンを形成した。
【０１０１】次に、上記緑色分散媒Ｇを用いて、赤色パ
ターンと同様に緑色パターンを形成した。さらに、青色
分散媒Ｂを用いて、青色パターンを形成し、赤、緑、青
の各パターンからなる着色パターン層をＩＴＯ電極上に
作製した。ここで、電着時の浸漬時間を調製することに
より、赤、緑、青の各パターンの厚さは、いずれも約２
μｍとした。
【０１０２】着色部を形成した後、対向する基板として
青板ガラスを用い、これを最外層に接着させることによ
り、ＥＬ表示装置を製造した。
【０１０３】（比較例）実施例と同様の材料を用いて、
図２（ｃ）に示すような素子を形成した。一方対向する
基板上に、一般的な顔料分散法を用いて着色部を形成し
た。着色部には、貼り合わせ精度マージンとコントラス
ト向上のため、着色部を重ね合わせてＢＭ部を形成し
た。透明基板としては、無ホウケイ素ガラスを用いた。
このようにして形成したカラーフィルタを対向する基板
として上記図２（ｃ）に示す素子と貼り合せることによ
り、ＥＬ表示装置を形成した。
【０１０４】（評価）実施例においては、ＩＴＯ電極面
積が色表示部となるのに対し、比較例においては貼り合
わせマージンを得るために重ね合わせて形成したＢＭ
を、ＩＴＯ電極とオーバーラップさせる必要があるた
め、色表示部（開口率）が低減する。したがって、結果
として実施例のＥＬ表示装置の方が明るかった。
【０１０５】また、比較例の重ね合わせて形成したＢＭ
は、Ｒ（赤）／Ｇ(緑）、Ｒ／Ｂ（青）、およびＧ／Ｂ
の重ね会わせ部で形成されているため、ＢＭの光学濃度
のバラツキが発生して輝度ムラの原因となった。
【０１０６】さらに、実施例で得られるＥＬ表示装置
は、比較例で必要とされる高価な無ホウケイ素ガラスを
用いる必要がなく、また着色部形成時にフォトマスクを
用いる必要が無いことから、比較例で得られるＥＬ表示
装置と比較して安価に製造することができた。
【０１０７】
【発明の効果】本発明によれば、透明電極間に樹脂製Ｂ
Ｍが形成されているため、これが絶縁部材となり透明電
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極がショートすることを防止することができる。また、
ＥＬ側基板に遮光部を形成するものであるので、対向す
る基板に遮光部を形成する必要性が無くなる。したがっ
て、対向する基板上に遮光部を形成する場合に、その透
明基板に要求される種々の要求特性を有する必要が無く
なることから、この透明基板の材料における選択の幅が
大幅に広がり、コストを下げることができるという効果
を奏する。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明のＥＬ表示装置の一例を示す概略断面図
である。
【図２】本発明のＥＬ表示装置の製造方法における一例
を示す工程図である。
【図３】本発明のＥＬ表示装置の製造方法における他の
例を示す工程図である。
【図４】従来のＥＬ表示装置の一例を示す概略図であ *

18
*る。
【図５】電着による着色層の形成方法を説明するための
平面図である。
【図６】電着による着色層の形成方法を説明するための
平面図である。
【符号の説明】
１  ……  基体
２  ……  電極層
３  ……  第１誘電体層
５  ……  発光層
６  ……  第２誘電体層
７  ……  透明電極
１１  ……  着色部
２１  ……  樹脂製ＢＭ
３１  ……  中間形成体
３３、３４  ……  フォトマスク

【図１】 【図２】

【図３】
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3K107/AA09 3K107/BB01 3K107/CC29 3K107/CC45 3K107/DD03 3K107/DD32 3K107/DD33 3K107
/DD46Z 3K107/EE22 3K107/EE27 3K107/GG06 3K107/GG12

外部链接 Espacenet

摘要(译)

本发明的目的是提供一种EL显示装置，该EL显示装置比常规的EL显示装
置便宜，并且不会引起诸如透明电极的短路之类的缺陷。 为了实现上述
目的，本发明提供一种基板，形成在该基板的表面上的电极层，形成在
该电极层上的发光层以及该发光层上的图案。 提供一种EL显示装置，其
具有形成在透明电极上的透明电极和形成在透明电极之间的树脂制的
BM。
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https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/019008789/publication/JP2002359083A?q=JP2002359083A

